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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の処理ガスから選択したものを、少なくとも２つの処理モジュールを含む処理モジ
ュールのセットに供給するためのガスパネルであって、
　複数のマスフローコントローラであって、それぞれがＭＦＣ入力ポートとＭＦＣ出力ポ
ートとを有し、前記複数のマスフローコントローラのＭＦＣ入力ポートは、前記第１の複
数の処理ガスを受け取るように接続されている、複数のマスフローコントローラと、
　複数の混合弁であって、それぞれが入力ポートと第１の出力ポートと第２の出力ポート
とを有し、前記複数の混合弁の入力ポートは、前記複数のマスフローコントローラのＭＦ
Ｃ出力ポートと気体連通している、複数の混合弁と、
　第１の混合マニホールドであって、複数の第１の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第１の処理モジュールに対して前記第１の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第１の混合マニホールド出力ポ
ートと、を有し、前記複数の混合弁の第１の出力ポートは、前記第１の混合マニホールド
入力ポートと気体連通している、第１の混合マニホールドと、
　第２の混合マニホールドであって、複数の第２の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第２の処理モジュールに対して前記第２の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第２の混合マニホールド出力ポ
ートと、有し、前記複数の混合弁の第２の出力ポートは、前記第２の混合マニホールド入
力ポートと気体連通している、第２の混合マニホールドと、を備え、
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　前記第１の混合マニホールドおよび前記第２の混合マニホールドは、前記複数の混合弁
の下に配置されており、
　前記第１の混合マニホールドおよび前記第２の混合マニホールドは、前記複数の第１の
混合マニホールド入力ポートおよび前記複数の第２の混合マニホールド入力ポートが第１
の方向と平行になるように、前記第１の方向に沿った向きに配されており、前記複数の第
１の混合マニホールド入力ポートのうち第１のものは、前記複数の混合弁のうち第１のも
のの第１の出力ポートに接続されており、前記複数の第２の混合マニホールド入力ポート
のうち第２のものは、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの第２の出力ポートに接続
されており、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの前記第１の出力ポートと、前記複
数の混合弁のうち前記第１のものの前記第２の出力ポートと、前記複数の混合弁のうち前
記第１のものの入力ポートとは、前記第１の方向に対して直角でも平行でもない第２の方
向に沿って整列している、ガスパネル。
【請求項２】
　請求項１に記載のガスパネルであって、さらに、
　第１の複数の処理ガス入力ラインであって、それぞれが前記複数の処理ガスのうちの対
応する１つを供給する、第１の複数の処理ガス入力ラインと、
　第１の複数の一次入口弁であって、それぞれが、前記第１の複数の処理ガス入力ライン
のうちの対応する１つに接続されており、前記複数のマスフローコントローラの各々は、
前記第１の複数の入口弁のうちの対応する１つに接続されており、前記第１の複数の一次
入口弁のそれぞれは、前記第１の複数の処理ガス入力ラインの対応する１つから前記複数
のマスフローコントローラの対応する１つへの流れを選択的に制御する、第１の複数の一
次入口弁と、を備える、ガスパネル。
【請求項３】
　請求項１に記載のガスパネルであって、
　前記複数の混合弁のそれぞれの、入力ポート、第１の出力ポート、第２の出力ポートの
各セットは、前記ガスパネルに組み付けられたときに、前記第２の方向と平行に整列して
いる、ガスパネル。
【請求項４】
　請求項１に記載のガスパネルであって、
　前記処理モジュールのセットは、前記ガスパネルの１つあたり処理モジュールを２つの
み有する、ガスパネル。
【請求項５】
　請求項１に記載のガスパネルであって、
　前記第１の混合マニホールドは、前記複数の混合弁の下で第１の平面を占めており、前
記複数の混合弁の入力ポートに接続されるガスラインは、前記複数の混合弁の下で第２の
平面を占めており、前記第２の平面は、前記第１の平面と前記複数の混合弁との間にある
、ガスパネル。
【請求項６】
　請求項５に記載のガスパネルであって、
　前記第２の混合マニホールドは、同じく前記複数の混合弁の下で前記第１の平面にある
、ガスパネル。
【請求項７】
　請求項１に記載のガスパネルであって、
　前記複数の混合弁のそれぞれは、ガス作動弁である、ガスパネル。
【請求項８】
　請求項１に記載のガスパネルであって、
　前記複数の混合弁のそれぞれは、単入力／２共通出力弁である、ガスパネル。
【請求項９】
　複数の処理ガスから選択したものを、基板処理システムの処理モジュールのセットに供
給するための装置であって、前記処理モジュールのセットは、少なくとも２つの処理モジ
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ュールを含み、前記装置は、
　排ガス閉じ込め構造と、
　複数の混合弁であって、それぞれが入力ポートと第１の出力ポートと第２の出力ポート
とを有し、前記複数の混合弁の前記入力ポートの各入力ポートは、前記複数の処理ガスの
うちの１つを受け取るように構成されている、複数の混合弁と、
　第１の混合マニホールドであって、複数の第１の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第１の処理モジュールに対して前記第１の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第１の混合マニホールド出力ポ
ートと、を有し、前記複数の混合弁の第１の出力ポートは、前記第１の混合マニホールド
入力ポートと気体連通している、第１の混合マニホールドと、
　第２の混合マニホールドであって、複数の第２の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第２の処理モジュールに対して前記第２の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第２の混合マニホールド出力ポ
ートと、を有し、前記複数の混合弁の第２の出力ポートは、前記第２の混合マニホールド
入力ポートと気体連通している、第２の混合マニホールドと、を備え、
　前記複数の混合弁、前記第１の混合マニホールド、前記第２の混合マニホールドは、前
記排ガス閉じ込め構造内に配置されており、前記第１の混合マニホールドおよび前記第２
の混合マニホールドは、前記複数の混合弁の下に配置されており、
　前記第１の混合マニホールドおよび前記第２の混合マニホールドは、前記複数の第１の
混合マニホールド入力ポートおよび前記複数の第２の混合マニホールド入力ポートが第１
の方向と平行になるように、前記第１の方向に沿った向きに配されており、前記複数の第
１の混合マニホールド入力ポートのうち第１のものは、前記複数の混合弁のうち第１のも
のの第１の出力ポートに接続されており、前記複数の第２の混合マニホールド入力ポート
のうち第２のものは、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの第２の出力ポートに接続
されており、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの前記第１の出力ポートと、前記複
数の混合弁のうち前記第１のものの前記第２の出力ポートと、前記複数の混合弁のうち前
記第１のものの入力ポートとは、前記第１の方向に対して直角でも平行でもない第２の方
向に沿って整列している、装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の装置であって、
　前記複数の混合弁のそれぞれの、入力ポート、第１の出力ポート、第２の出力ポートか
らなる各セットは、前記装置に組み付けられたときに、前記第２の方向と平行に整列して
いる、装置。
【請求項１１】
　請求項９に記載の装置であって、
　前記処理モジュールのセットは、前記装置の１つあたり処理モジュールを２つのみ有す
る、装置。
【請求項１２】
　請求項９に記載の装置であって、
　前記第１の混合マニホールドは、前記複数の混合弁の下で第１の平面を占めており、前
記複数の混合弁の入力ポートに接続されたガスラインは、前記複数の混合弁の下で第２の
平面を占めており、前記第２の平面は、前記第１の平面と前記複数の混合弁との間にある
、装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置であって、
　前記第２の混合マニホールドは、同じく前記複数の混合弁の下で前記第１の平面にある
、装置。
【請求項１４】
　請求項９に記載の装置であって、
　前記複数の混合弁のそれぞれは、ガス作動弁である、装置。
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【請求項１５】
　請求項９に記載の装置であって、
　前記複数の混合弁のそれぞれは、単入力／２共通出力弁である、装置。
【請求項１６】
　請求項９に記載の装置であって、
　前記排ガス閉じ込め構造内に配置された複数のマスフローコントローラをさらに備え、
　前記複数のマスフローコントローラのそれぞれは、ＭＦＣ入力ポートとＭＦＣ出力ポー
トとを有し、前記複数のマスフローコントローラのＭＦＣ入力ポートは、前記第１の複数
の処理ガスを受け取るように接続されており、前記複数の混合弁の前記入力ポートは、前
記複数のマスフローコントローラのＭＦＣ出力ポートと気体連通している、装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の装置であって、さらに、
　第１の複数の処理ガス入力ラインであって、それぞれが前記複数の処理ガスのうちの対
応する１つを供給する、第１の複数の処理ガス入力ラインと、
　前記排ガス閉じ込め構造内に配置された第１の複数の一次入口弁であって、それぞれが
、前記第１の複数の処理ガス入力ラインのうちの対応する１つに接続されており、前記複
数のマスフローコントローラの各々は、前記第１の複数の入口弁のうちの対応する１つに
接続されており、前記第１の複数の一次入口弁のそれぞれは、前記第１の複数の処理ガス
入力ラインの対応する１つから前記複数のマスフローコントローラの対応する１つへの流
れを選択的に制御する、第１の複数の一次入口弁と、を備える、装置。
【請求項１８】
　複数の処理ガスから選択したものを、基板処理システムの処理モジュールのセットに供
給する方法であって、前記処理モジュールのセットは、少なくとも２つの処理モジュール
を含み、前記方法は、
　排ガス閉じ込め構造を準備することと、
　複数の混合弁であって、それぞれが入力ポートと第１の出力ポートと第２の出力ポート
とを有し、前記複数の混合弁の前記入力ポートの各入力ポートは、前記複数の処理ガスの
うちの１つを受け取るように構成されている、複数の混合弁を、設けることと、
　第１の混合マニホールドであって、複数の第１の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第１の処理モジュールに対して前記第１の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第１の混合マニホールド出力ポ
ートと、を有し、前記複数の混合弁の第１の出力ポートは、前記第１の混合マニホールド
入力ポートと気体連通している、第１の混合マニホールドを、設けることと、
　第２の混合マニホールドであって、複数の第２の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第２の処理モジュールに対して前記第２の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第２の混合マニホールド出力ポ
ートと、有し、前記複数の混合弁の第２の出力ポートは、前記第２の混合マニホールド入
力ポートと気体連通している、第２の混合マニホールドを、設けることと、を含み、
　前記複数の混合弁、前記第１の混合マニホールド、前記第２の混合マニホールドは、前
記排ガス閉じ込め構造内に配置され、前記第１の混合マニホールドおよび前記第２の混合
マニホールドは、前記複数の混合弁の下に配置されており、
　前記第１の混合マニホールドおよび前記第２の混合マニホールドを、前記複数の第１の
混合マニホールド入力ポートおよび前記複数の第２の混合マニホールド入力ポートが第１
の方向と平行になるように、前記第１の方向に沿った向きに配することをさらに含み、
　前記複数の第１の混合マニホールド入力ポートのうち第１のものは、前記複数の混合弁
のうち第１のものの第１の出力ポートに接続され、前記複数の第２の混合マニホールド入
力ポートのうち第２のものは、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの第２の出力ポー
トに接続され、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの前記第１の出力ポートと、前記
複数の混合弁のうち前記第１のものの前記第２の出力ポートと、前記複数の混合弁のうち
前記第１のものの入力ポートとは、前記第１の方向に対して直角でも平行でもない第２の
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方向に沿って整列される、方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法であって、さらに、
　前記複数の混合弁のそれぞれの、入力ポート、第１の出力ポート、第２の出力ポートか
らなる各セットを、その各セットの前記ポートが前記第２の方向と平行に整列するような
向きに配することを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　基板処理システムは、基板を処理して、（集積回路ダイ、またはフラットディスプレイ
パネル、またはソーラパネルのような）電子デバイスを作製するために、長く用いられて
きた。最近の基板処理システムでは、システムごとに複数の処理モジュール（ＰＭ）を設
けることができる。これは、一般にクラスタ化ツール・アプローチとして知られており、
クラスタツールは、一般に、複数の基板を並列に処理するために複数の処理モジュールを
備えるものと理解される。
【０００２】
　一般に、それぞれの処理モジュールは、同じまたは異なるレシピ／プロセスに従って１
つ以上の基板を処理するように構成されている。基板の処理は、典型的には（エッチング
ガス、または成膜ガス、または調整ガスなど）複数の処理ガスを必要とするので、従来、
それぞれの処理モジュール（または、本明細書では「チャンバ」という用語が「処理モジ
ュール」と区別なく使用されるので、チャンバ）は、一般に、所望のレシピを実行するた
めに必要な処理ガスの組み合わせを選択的にその処理モジュールに供給するためのガスパ
ネルが独自に設けられている。
【０００３】
　詳述すれば、ガスパネルは、複数の処理ガスを受け取り、レシピで指定されるパラメー
タに従って、複数の処理ガスから選択したガスを処理モジュールに選択的に供給する機能
を果たす構成に相当する。それらのパラメータとして、例えば、量、圧力、温度のうち１
つ以上を含むことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ガスパネルは、かなりかさばるとともに、購入、運用、および維持のための
コストが比較的高い品目である。典型的なガスパネルは、複数の入力ガスラインおよび出
力ガスラインと、個々の処理ガスの量／圧力制御および安全／隔離のための複数の弁なら
びに関連するセンサ／制御／通信エレクトロニクスと、を有する。典型的なガスパネルは
、一般に、処理ガスを処理モジュールに供給する前に、それらの処理ガスを混合するため
の混合マニホールドをさらに有する。多数の構成要素によって、基板処理システムの調達
、運用、および維持のためのコストは増大する。
【０００５】
　ガスパネルの簡素化および／またはその個数の削減によって基板処理システムの調達、
運用、および維持のためのコストを削減することは、本発明の実施形態の多くの目標のう
ちの１つである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、一態様において、複数の処理ガスから選択したものを、少なくとも２つの処
理モジュールを含む処理モジュールのセットに供給するためのガスパネルに関する。ガス
パネルは、複数のマスフローコントローラを備え、複数のマスフローコントローラの各々
は、ＭＦＣ入力ポートとＭＦＣ出力ポートとを有し、複数のマスフローコントローラのＭ
ＦＣ入力ポートは、第１の複数の処理ガスを受け取るように接続されている。ガスパネル
は、複数の混合弁をさらに備え、複数の混合弁の各々は、入力ポートと第１の出力ポート
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と第２の出力ポートとを有し、複数の混合弁の入力ポートは、複数のマスフローコントロ
ーラのＭＦＣ出力ポートと気体連通している。ガスパネルは、第１の混合マニホールドを
さらに備え、これは、複数の第１の混合マニホールド入力ポートと、上記少なくとも２つ
の処理モジュールのうちの第１の処理モジュールに対して第１の混合マニホールドからガ
スを出力するための少なくとも１つの第１の混合マニホールド出力ポートと、を有し、複
数の混合弁の第１の出力ポートは、第１の混合マニホールド入力ポートと気体連通してい
る。ガスパネルは、第２の混合マニホールドをさらに備え、これは、複数の第２の混合マ
ニホールド入力ポートと、上記少なくとも２つの処理モジュールのうちの第２の処理モジ
ュールに対して第２の混合マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第２
の混合マニホールド出力ポートと、を有し、複数の混合弁の第２の出力ポートは、第２の
混合マニホールド入力ポートと気体連通しており、また、第１の混合マニホールドおよび
第２の混合マニホールドは複数の混合弁の下に配置されて、これによりガスパネルの体積
を削減している。
【０００７】
　他の態様において、本発明は、複数の処理ガスから選択したものを、基板処理システム
の処理モジュールのセットに供給する方法に関し、このとき、処理モジュールのセットは
少なくとも２つの処理モジュールを含む。本方法は、排ガス閉じ込め構造を設けることと
、複数の混合弁を設けることと、を含み、複数の混合弁の各々は、入力ポートと第１の出
力ポートと第２の出力ポートとを有し、複数の混合弁の入力ポートの各入力ポートは、複
数の処理ガスのうちの１つを受け取るように構成される。本方法は、さらに、第１の混合
マニホールドを設けることを含み、これは、複数の第１の混合マニホールド入力ポートと
、上記少なくとも２つの処理モジュールのうちの第１の処理モジュールに対して第１の混
合マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第１の混合マニホールド出力
ポートと、を有し、複数の混合弁の第１の出力ポートは、第１の混合マニホールド入力ポ
ートと気体連通する。本方法は、さらに、第２の混合マニホールドを設けることを含み、
これは、複数の第２の混合マニホールド入力ポートと、上記少なくとも２つの処理モジュ
ールのうちの第２の処理モジュールに対して第２の混合マニホールドからガスを出力する
ための少なくとも１つの第２の混合マニホールド出力ポートと、を有し、複数の混合弁の
第２の出力ポートは、第２の混合マニホールド入力ポートと気体連通し、また、複数の混
合弁、第１の混合マニホールド、第２の混合マニホールドは、排ガス閉じ込め構造内に配
置されるとともに、第１の混合マニホールドおよび第２の混合マニホールドは、複数の混
合弁の下に配置されて、これにより排ガス閉じ込め構造の体積を削減する。
【０００８】
　本発明を、限定するものではない例により添付の図面に示しており、それらの図面では
、類似の要素を同様の参照符号で示している。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の一実施形態により、クラスタツールの処理モジュールのセット
に処理ガスを供給するための構成を示している。
【００１０】
【図２】図２は、本発明の一実施形態により、共有ガスパネル（ＳＧＰ）内のいくつかの
関連する構成要素を概念的に示している。
【００１１】
【図３】図３は、本発明の１つ以上の実施形態による共有ガスパネルにおける、いくつか
の関連する構成要素の空間的配置を示している。
【００１２】
【図４】図４は、産業界で一般的に使用されるタイプの混合弁の別の図を示している。
【００１３】
【図５】図５は、共有ガスパネルの２つの混合マニホールドを形成する２つの溶接部材の
スタガード配置を示している。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明について、添付の図面に示すような、そのいくつかの実施形態を参照して、以下
で詳細に説明する。本発明についての完全な理解を与えるため、様々な具体的詳細が以下
の説明において記載される。しかしながら、これら特定の詳細の一部または全てを省いて
も本発明を実施できることは、当業者には明らかであろう。また、本発明を不必要に不明
瞭にすることがないよう、周知の工程段階および／または構造については詳細に記載して
いない。
【００１５】
　方法および技術を含む様々な実施形態について以下で説明する。本発明は、発明の技術
の実施形態を実現するためのコンピュータ可読命令が格納されたコンピュータ可読媒体を
含む製品をも包括し得るということに留意すべきである。コンピュータ可読媒体として、
例えば、半導体、磁気、光磁気、光学、または他の形態の、コンピュータ可読コードを格
納するためのコンピュータ可読媒体を含むことができる。さらに、本発明は、発明の実施
形態を実施するための装置をも包括し得る。かかる装置として、発明の実施形態に関する
タスクを実行するための専用の、さらに／またはプログラマブルな、回路を含むことがで
きる。かかる装置の例として、適切にプログラムされた汎用コンピュータおよび／または
専用のコンピュータ装置が含まれ、さらに、様々な用に構成されたコンピュータ／コンピ
ュータ装置および専用／プログラマブル回路の組み合わせを含むことができる。
【００１６】
　本発明の実施形態は、基板処理システムにおいてガスパネルの個数およびサイズを削減
するための方法および装置に関する。１つ以上の実施形態において、同じクラスタツール
の複数の処理モジュールで、これらの異なる処理モジュールにおいて異なる基板上で同じ
プロセスを実行するために同じレシピを同時に実行するように、基板処理システムが構成
されるとともにベストプラクティスが確立された場合に、このような処理モジュールのそ
れぞれに独立に制御可能なガスボックスを設ける必要がないことが、本明細書において発
明者らにより実現される。一実施形態では、複数の処理モジュールでガスパネルを共有し
、これにより、購入および維持を要する部品点数が削減される。それぞれの共有ガスパネ
ル（ＳＧＰ）は、同時に２つ以上の処理モジュールに供給を行うことが可能である。
【００１７】
　さらに重要なことは、本発明の実施形態は、共有ガスパネル（ＳＧＰ）の構成要素が占
める体積を最小限にするための構成および技術を伴うということである。例えば、本発明
の実施形態は、複数の混合マニホールドが占める専有面積を、従来技術による１つのマニ
ホールドの場合と同じとすることができるように、混合マニホールドをスタガード配置に
することを含む。このことは、ガスパネルの構成要素（弁、マスフローコントローラ、ガ
スライン・コネクタなど）を閉じ込め構造によって周囲環境から隔離することを最近の安
全要件で規定していることから、重要である。閉じ込め構造内の空気は、コンスタントに
送り出されて、洗浄される（つまり、ガスパネル構成要素から漏出し得るガスを除去する
か、または比較的無害にするように処理される）。現在使用されている一例のガスパネル
では、毎分、閉じ込め構造の空気は、約１５０ＣＦＭ（立方フィート／分）で送出および
洗浄される必要がある。このような送出および洗浄は、クラスタツールの動作中は常に実
行される必要があり、多数の高容量ガスパネルが関わる場合には、クラスタツールの所有
および運用のコストを高くする大きな一因となる。
【００１８】
　クラスタツールで使用されるガスパネルの数が少ないほど、送出および洗浄される必要
がある閉じ込め構造の空気は少なく、これにより、ツールの所有コストが削減される。ま
た、共有ガスパネルの構成要素がより小さな閉じ込め構造内に収まるように、複数の処理
モジュールに供給を行う本発明の共有ガスパネル（ＳＧＰ）の体積を小さく保つことが可
能であれば、送出および洗浄される必要がある閉じ込め構造の空気はより少なく、これに
より、クラスタツールの所有および運用のコストが削減される。また、ガスパネルおよび
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ガス閉じ込め構造の数が少ないほど、ガスが環境に漏出する可能性も低減し得る。
【００１９】
　一実施形態において、選択した処理ガスを、少なくとも２つの処理モジュールを含む処
理モジュールのセットに供給するための装置を提供する。本装置は、排ガス閉じ込め構造
（すなわち、該閉じ込め構造内の構成要素を周囲環境から隔離し、その内部の空気が頻繁
または常に処理システムに排出されるように構成された閉じ込め構造）を備える。閉じ込
め構造内には、複数の３ポート混合弁が設けられている。それぞれの３ポート混合弁は、
入力ポートと第１の出力ポートと第２の出力ポートとを有する。
【００２０】
　上流の複数の一次弁および／またはマスフローコントローラを用いて、処理ガスが混合
弁の入力ポートに選択的に供給される。上流の一次弁および／またはマスフローコントロ
ーラが遮断されると、その閉じた上流の一次弁および／またはマスフローコントローラの
あるガスラインに関連付けられた処理ガスは、混合弁の入力ポートに供給されず、基板の
処理に用いられない。
【００２１】
　一実施形態では、それぞれの３ポート混合弁において、入力ポートは、第１の出力ポー
トと第２の出力ポートの両方に接続されており、３ポート混合弁がオンのときには、入力
ポートから第１の出力ポートと第２の出力ポートの両方にガスが供給される。３ポート混
合弁がオフのときには、入力ポートから第１の出力ポートと第２の出力ポートの両方への
ガスの供給が停止される。
【００２２】
　他の実施形態では、それぞれの３ポート混合弁において、入力ポートは、第１の出力ポ
ートと第２の出力ポートの両方に選択的に接続され、これにより、３ポート混合弁がオン
のときには、（空気式、油圧式、または電気式とすることができる制御入力に応じて）１
）第１の出力ポートと第２の出力ポートの両方に、または２）第１の出力ポートのみに、
または３）第２の出力ポートのみに、入力ポートからガスが供給される。３ポート混合弁
がオフのときには、入力ポートから第１の出力ポートと第２の出力ポートの両方へのガス
の供給が停止される。混合弁の第１の出力ポートは、第１の混合マニホールドの複数の入
力ポートに接続されており、一方、混合弁の第２の出力ポートは、第２の混合マニホール
ドの複数の入力ポートに接続されている。第１の混合マニホールドは、いくつかの混合弁
のそのいくつかの第１の出力ポートからの処理ガスが、第１の混合マニホールド出力ポー
トを介してクラスタツールの第１の処理モジュールに供給される前に、その中で混合され
る、共有ガスマニホールドに相当する。第２の混合マニホールドは、いくつかの混合弁の
そのいくつかの第２の出力ポートからの処理ガスが、第２の混合マニホールド出力ポート
を介してクラスタツールの第２の処理モジュールに供給される前に、その中で混合される
、ガスマニホールドに相当する。本例では、３ポート混合弁と２つの混合マニホールドに
ついてのみ記載しているが、当然のことながら、３つの混合マニホールドと協働する４ポ
ート混合弁（１入力ポートと３出力ポート）、または４つの混合マニホールドと協働する
５ポート混合弁（１入力ポートと４出力ポート）、などを備えることも可能である。一実
施形態では、第１の混合マニホールドと第２の混合マニホールドは、それらの長手軸が第
１の方向と平行になるように、またはそれらのマニホールド入力ポートが第１の方向と平
行に略整列するように、平行な向きにされる。一実施形態では、これらの混合マニホール
ドのそれぞれは、長手方向の次元と断面とを有する管状長尺の全体的形状を呈する。断面
は、円形とすることができ、または方形もしくは矩形、または他の閉じた形状とすること
ができる。長手方向の次元は、本実施形態では、前述の第１の方向に平行な軸をなしてい
る。
【００２３】
　それぞれの混合弁の入力ポート、第１の出力ポート、第２の出力ポートを含む３ポート
の各セットは、第２の方向に平行なラインに沿って整列している。さらに重要なことは、
第２の方向は、混合マニホールドの向きである第１の方向と角度をなしているということ
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である。本明細書でこの表現が用いられるときには、第２の方向が第１の方向に対して直
角でも平行でもない場合に、第２の方向は、第１の方向と「角度をなして」いるとみなさ
れる。混合マニホールドをスタガード配置にするとともに、それぞれの混合弁をこのよう
に、その入力ポート、第１の出力ポート、第２の出力ポートが、混合マニホールドの向き
である第１の方向と角度をなす方向に整列するように斜めにすることにより、混合マニホ
ールドをより接近させて共に配置することができ、これにより、共有ガスパネルの構成要
素の嵩が削減され、さらにこれに伴って、これらの構成要素を収容する閉じ込め構造の体
積が削減される。一部の例では、複数の混合マニホールドが占めるのは、これまで従来技
術によるマニホールドを収容するために用いられていた専有面積と同じとすることが可能
である。
【００２４】
　一実施形態では、混合弁は、所定の平面を占める。第１の混合マニホールドは、混合弁
の平面の下にある第１の平面に配置され、一方、混合弁の入力ポートに処理ガスを供給す
るインレットラインは、混合弁の下の第２の平面に配置され、このとき、第２の平面は、
第１の平面と混合弁との間に配置されている。一実施形態では、第１の混合マニホールド
と第２の混合マニホールドの両方が、混合弁の下の第１の平面に配置され、一方、混合弁
の入力ポートに処理ガスを供給するインレットラインは、混合弁の平面の下の第２の平面
に配置され、このとき、第２の平面は、第１の平面と混合弁の平面との間に配置されてい
る。様々な構成要素を、いくつかの異なる垂直平面において積み重ねることにより、共有
ガスパネルの構成要素の嵩をさらに削減することができる。
【００２５】
　本発明の実施形態の特徴および効果は、以下の図面および解説を参照して、より良く理
解することができる。
【００２６】
　図１は、本発明の一実施形態により、クラスタツール１００の処理モジュールＰＭ１～
ＰＭ４のセットに処理ガスを供給するための構成を示している。ガス供給１１０により、
共有ガスパネル１と共有ガスパネル２に処理ガスを供給することを図示している。一般的
には、ガス供給は複数のガスラインを含み、それらの各々は、１つの特定の処理ガスを、
ガス供給貯蔵部（適切な供給管を介した貯蔵タンクなど）から供給することができる。共
有ガスパネル１は、処理モジュールＰＭ１とＰＭ２の両方に処理ガス（複数の場合もある
）を供給することを図示している。一実施形態では、ＰＭ１とＰＭ２は両方とも同じレシ
ピを実行する。別の実施形態では、ＰＭ１とＰＭ２は異なるレシピを実行し得る。
【００２７】
　図１の例では、共有ガスパネルを２つのみ示しているが、クラスタツールは、任意の数
の共有ガスパネル、および個別（処理モジュールごとに１つの）ガスパネル、またはそれ
らの混合を含むことができる。また、共有ガスパネルごとに２つの処理モジュールを図示
しているが、共有ガスパネルは、所望の数の処理モジュールに処理ガス（複数の場合もあ
る）を供給することができる。また、処理モジュールを４つのみ図示しているが、クラス
タツールは、所望の数の処理モジュールを備えることができる。共有ガスパネル１は、共
有ガスパネルの構成要素を周囲環境から隔離するための環境エンクロージャに相当する排
ガス閉じ込め構造１０２と共に図示されている。使用時には、排ガス閉じ込め構造１０２
内のガスが、（洗浄などの）処理のために、周期的または連続的に（例えば、ポンプを用
いて）排出される。
【００２８】
　図２は、本発明の一実施形態により、図１の共有ガスパネル１のような共有ガスパネル
（ＳＧＰ）２０２内のいくつかの関連する構成要素を概念的に示している。ＳＧＰ２０２
が、４つのガス入力ライン２０４Ａ、２０６Ａ、２０８Ａ、２１０Ａを介して４種の処理
ガスを受け取ることを図示しているが、典型的なＳＧＰは、１７種以上のガスを受け取る
ことができる（ガス入力ラインの数は要求に応じて変更することができる）。ガス入力ラ
イン２０４Ａ、２０６Ａ、２０８Ａ、２１０Ａの各々は、それぞれ対応する一次弁２０４
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Ｂ、２０６Ｂ、２０８Ｂ、２１０Ｂに接続されている。それぞれの一次弁は、（後述する
）混合マニホールド２５０および／または２５２に供給され得る処理ガスを選択するよう
にプログラム制御されることができる。パージシステムの一部であるパージ弁２０４Ｄ、
２０６Ｄ、２０８Ｄ、２１０Ｄのセットをさらに図示しているが、パージ弁およびパージ
システムは従来のものであって、本発明の一部ではない。
【００２９】
　マスフローコントローラ（ＭＦＣ）２０４Ｃ、２０６Ｃ、２０８Ｃ、２１０Ｃは、一次
弁２０４Ａ、２０６Ａ、２０８Ａ、２１０Ａと気体連通しており、これにより、（どの一
次弁が開いているのかに応じて）選択的に入力処理ガスを一次弁から受け取る。周知のよ
うに、マスフローコントローラは、供給されるガスの流量および／または圧力を調整する
（遮断することを含む）ために用いられる。マスフローコントローラの下流には混合弁が
あって、それらの各々は、それぞれ対応するマスフローコントローラと気体連通している
。図２の例では、２つの混合マニホールド２５０、２５２が、混合弁２０４Ｅ、２０６Ｅ
、２０８Ｅ、２１０Ｅの各々と気体連通して接続されている。それぞれの混合弁は、その
対応するＭＦＣから処理ガスを受け取るための（例えば、混合弁２０４Ｅは、ＭＦＣ ２
０４Ｃから処理ガスを受け取り、混合弁２０８Ｅは、ＭＦＣ ２０８Ｃから処理ガスを受
け取る）１つの入力ポートと、２つの混合マニホールド２５０、２５２に接続するための
２つの出力ポートと、を有しているので、従って、それぞれの混合弁は、３ポート弁（１
入力ポートと２出力ポート）である。混合弁２０４Ｅ～２１０Ｅは、例えば、空気作動式
、電気作動式、機械作動式、または油圧作動式とすることができる。
【００３０】
　混合マニホールド２５０は、混合弁を介してその入力ガス（複数の場合もある）を受け
取り、隔離弁２６０を介してその処理モジュールＰＭ１に処理ガス（複数の場合もある）
を供給する前に、その処理ガスを混合する。同様に、混合マニホールド２５２は、混合弁
を介してその入力ガス（複数の場合もある）を受け取り、隔離弁２６２を介してその処理
モジュールＰＭ２に処理ガス（複数の場合もある）を供給する前に、その処理ガスを混合
する。隔離弁は、処理モジュールをガスパネルから隔離するものであって、例えば、処理
および保守の際に量／流れを制御する目的で用いられる。
【００３１】
　図２の例では、混合弁は、単入力／２共通出力弁である。すなわち、弁が開いていると
きには、入力ポートからのガスは、両方の出力ポートに同時に供給される。この場合、そ
れぞれの混合弁は、基本的に分配弁であり、両方の混合マニホールド２５０、２５２は、
同じ種類の処理ガス（複数の場合もある）を受け取ることになる。
【００３２】
　他の実施形態では、混合弁は、前述のように、その入力ポートからのガスを、出力ポー
トのいずれか１つに、または出力ポートの任意の組み合わせに、またはすべての出力ポー
トに、選択的に供給することができる。この機能によって、例えば、ＳＧＰ２０２に関連
付けられた２つの処理モジュールで異なるレシピを実行するために、混合マニホールド２
５０、２５２における混合物を異なるものにすることが可能である。前述のように、２つ
よりも多くの混合マニホールドおよび／または２つよりも多くの処理モジュールを備える
場合には、２つよりも多くの出力ポートを混合弁ごとに設けることができる。
【００３３】
　一実施形態によれば、スペースを節約するとともに、閉じ込めエンクロージャの容積を
削減するため、混合マニホールドは、混合弁の下に配置される。これは図３に最も良く示
されており、この場合、混合マニホールド２５０、２５２は、混合弁フランジ（図４の４
０２）が配置される平面の一部に相当する平面部３０２の下に配置されている。図３では
、混合マニホールド２５０、２５２は、混合弁の下でＹ次元において同一平面を占めてい
る。また、入力ポートに接続されるガスライン部分３１０（参照符号３１０Ａで示す）は
、その下端で、混合マニホールド２５０、２５２が占めるＹ次元平面とＹ次元において異
なる平面であって、それより高い平面を占めている。すなわち、入力ガスラインは、（垂
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直部であるか、その水平部の周辺部であるかにかかわらず）混合マニホールド２５０、２
５２が占める平面に向かって下向きには延在しない。場所をとるガスラインを垂直方向に
ずらし、さらに混合弁自体からもずらすことにより、混合マニホールド２５０、２５２を
共に（図３の例のＺ次元において）より近接させて、スペースを節約するように押し込む
ことが可能である。これにより、必要な（図３のＸ－Ｚ平面における）水平空間はより少
なくなり、ＳＧＰ体積の削減につながる。このことは、業界標準の矩形箱型エンクロージ
ャの場合に特に当てはまり、この場合、そのようなエンクロージャの高さは、一般に、そ
の最も背高の構成要素によって規定される。構成要素がＸ－Ｚ平面において広がっている
場合には、専有面積が過度に大きくなるだけではなく、結果的に多くの内部体積空間が無
駄になっている。
【００３４】
　図３の例では、処理ガスは、ガスライン３１０を介して供給されて、上向き部分３１０
Ａを＋Ｙ方向に進み、孔３２０を介して混合弁の入力ポートへ進む（孔３２０は、説明目
的で、ガスライン部分３１０Ａに仮想切り取り開口で示している）。混合弁が開いている
場合には、処理ガスが、孔３２２および／または３２４の一方または両方を－Ｙ方向に下
へ進むことにより、出力ポートの一方または両方に分配される。孔３２２、３２４は、（
それぞれ混合マニホールド２５０、２５２と気体連通して）それぞれマニホールド２５２
、２５０で混合されるガスライン部分２５０Ａ、２５２Ａに、仮想切り取り開口で示して
いる。
【００３５】
　図３の例で分かるように、ガスは、部分２５２Ａ、２５０ＡからＴ継手３７２、３７０
を介して混合マニホールド２５２、２５０に供給される。ガスは、Ｌ継手３７４を介して
（部分３１０Ａを上に進むことにより）混合弁の入力ポートに供給される。混合マニホー
ルド２５０、２５２が占める平面よりも高い（Ｙ方向で正方向寄りの）平面において入力
ガスを供給するために、短い水平部３１０Ｂを採用している。
【００３６】
　１つ以上の実施形態において、２つの混合弁出口ポートからその２つの混合マニホール
ドまでの２つのガス経路の配管長、曲部の数、および／または配管構成／管径は、可能な
限り同等であるように維持され、これにより、それぞれの混合マニホールドが、同じ圧力
、ガス速度、および濃度でのＭＦＣから、同じ質量流量を受け取ることが保証される。１
つ以上の実施形態において、これらのガス経路は、様々に異なる配管長、曲部の数、およ
び／または管径／配管構成によって最適化することができ、これにより、それぞれの混合
マニホールドが、同じ圧力、ガス速度、および濃度でのＭＦＣから、同じ質量流量を受け
取ることが保証される。
【００３７】
　図３は、さらに、別の処理ガスが、平面部３８６に接続された別の混合弁に対してＬ継
手３６８とガスライン３６０を介して供給され、そして２つの混合マニホールド２５０、
２５２にライン３６２、３６４を介して分配されることを示している。
【００３８】
　図３は、混合マニホールド２５０、２５２がＸ方向に沿った向きにされて、これにより
、その入力ポートが同じＸ方向に沿って整列していることを示している。この場合、部分
３６４、２５２Ａにそれぞれ接続するマニホールド２５２の入力ポート（すなわち、Ｔ継
手３６６、３７２の上向き部分）は、図３のＸ方向（図５のＸ方向でもある）と平行に整
列している。同様に、部分２５０Ａ、３６２にそれぞれ接続するマニホールド２５０の入
力ポート（すなわち、Ｔ継手３７０、３７６の上向き部分）は、図３のＸ方向と平行に整
列している。同様に、部分３１０Ａ、３６０にそれぞれ接続する混合弁の入力ポート（す
なわち、Ｌ継手３７４、３６８の上向き部分）は、図３のＸ方向と平行に整列している。
それぞれの混合マニホールドは、長さ次元（例えば、図３に示すような管状構造の場合は
、長手方向の次元）と、断面（例えば、管状構造の場合は、円形または他の何らかの多角
形断面）と、を有しているので、この場合、混合マニホールドの長さ次元は、本例におけ
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る混合マニホールド方向に相当する。図３の例では、この混合マニホールド方向は、＋／
－Ｘ方向でもある。
【００３９】
　それぞれの混合弁の３つの入力／出力ポート（または、少なくとも１つの入力ポートと
１つの出力ポート）は、図３のＸ方向と角度をなす方向に整列している。図３の例では、
平面部３０２に接続される混合弁の入力ポートは、参照符号３２０で示す位置を占めてい
る。平面部３０２に接続される混合弁の２つの出力ポートは、参照符号３２２、３２４で
示す位置を占めている。同図で分かるように、孔３２０，３２２、３２４は、Ｘ方向（す
なわち、混合マニホールド方向、または混合マニホールドの長手方向）と角度をなす（す
なわち、直角でも平行でもない）ライン３８０の方向に沿って整列している。
【００４０】
　図４は、混合弁の３つのポート４０４、４０６、４０８を示している。入力ポート４０
６は、出力ポート４０４と４０８の間に挟まれている。また、ポート４０４，４０６、４
０８は共に、混合マニホールド方向Ｘと角度をなす方向４１４に整列している。すなわち
、混合マニホールドは、図４のＸ方向の向きになっており、そして特定の混合弁のポート
（３つすべてか、または混合弁への入力ポートおよび２つの混合マニホールドへの出力ポ
ートの一方か、いずれか）は、混合マニホールド方向Ｘと角度をなす（すなわち、直角で
も平行でもない）方向４１４に沿って整列している。この角度は、斜めとみなすことがで
き、または、例えば基準方向Ｘに対して正方向とみなされる方向に応じて鋭角（９０度未
満）とみなすことができる。完全を期して、さらに、弁体および制御部を収容する本体４
１２を図４に示している。また、さらに、取付けフランジ４０２および取付け孔４１４Ａ
、４１４Ｂ、４１４Ｃ、４１４Ｄを図示している。実際には、図４のフランジ４０２は、
図３の管２５２Ａ、３１０Ａ、２５０Ａと、平面部３０２で示す平面において係合する。
【００４１】
　図５の例で分かるように、混合マニホールドは、平行であって、基本的に「スタガード
」配置にされ、これにより、それぞれの混合弁の３つのポート（混合弁への１入力ポート
と、２つの混合マニホールドへの２出力ポート）の各セットは、方向５０６と平行に整列
される。１つ以上の実施形態において、これら２つの混合マニホールドは、在庫コストお
よび製造コストを節約するため、同一の溶接部材である。
【００４２】
　同様に、混合マニホールド入力ポート５１０、５１４に接続される混合弁への入力ポー
トは、参照符号５１２で示す位置を占めている。このように、この混合弁入力ポートと、
（混合マニホールド入力ポート５１０、５１４に接続される）その２つの混合弁出力ポー
トは、方向５０６と平行に整列している。前述のように、方向５０６は、（混合マニホー
ルドの長手方向に平行な）Ｘ方向と、それらが互いに直角でも平行でもない場合に、「角
度をなして」いるとみなされる。
【００４３】
　図５は、さらに、混合された処理ガスを、混合マニホールド２５０に接続された処理モ
ジュールに対して出力するためのポートに相当する混合アセンブリ出力ポート５０２を示
している。さらに別の混合アセンブリ出力ポート（わかりやすくするため、図５には示し
ていない）が、混合マニホールド２５２に設けられる。出力ポートは、混合マニホールド
の一端に設けることができ、または、その共有する長さに沿った任意の場所に設けること
ができる。
【００４４】
　混合マニホールド長手軸方向Ｘに対して角度をなした（５０６のような）方向に沿って
特定の混合弁のポートが整列するように、混合マニホールドをスタガード配置し、さらに
（図３において混合マニホールド２５０、２５２が占める平面とは異なる平面を部分３１
０Ｂが占めるとともに、混合弁が異なる平面を占めるように）構成要素を垂直方向にずら
すことにより、混合弁への（図３の部分３１０Ａのような）入力ラインを、（図３の部分
２５０Ａ、２５２Ａのような）２つの混合弁出力ラインの間に配置しながらも、混合マニ
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ホールドを共に図３のＺ方向において密に押し込むことを依然として可能とすることがで
きる。このことは、その入力ポートおよび出力ポートが一列に並んだ業界標準の混合弁が
使用される場合に特に当てはまる。ポートが、混合マニホールド長手軸方向に対して角度
をなして、いくつかの異なる平面に配置されていなければ、それらの業界標準の弁を用い
た場合の、このような体積削減構成は不可能であった。
【００４５】
　上記のことから分かるように、本発明の実施形態によって、単一の共有ガスパネルで、
複数の処理モジュールに対して処理ガス（複数の場合もある）を選択的に供給することが
可能となる。それぞれの混合マニホールドが同じ質量流量を受けることを保証することに
より、整合問題が解消される。クラスタツールごとのガスパネルの数を削減することによ
り、調達および／または維持が必要となるガスパネル構成要素（弁、ＭＦＣ、コネクタ、
トランスデューサ、センサなど）の点数がより少なくなる。さらに、本発明の１つ以上の
実施形態により、混合マニホールドを（例えば、図３のＸ－Ｚ方向において）スタガード
配置にし、さらに／または混合弁のポートに供給するラインならびに弁自体を（少なくと
も３つの平面が関わるように）垂直方向に（例えば、図３のＹ方向に）ずらして、より小
さな専有面積ひいてはより小さな容積に構成要素を押し込むことが可能であり、これによ
り、ガスパネル構成要素が占める体積を削減する。このように体積が削減されると、送出
およびパージする必要がある空気はより少なくなり、運用コストの削減につながる。
【００４６】
　本発明について、いくつかの好ましい実施形態によって説明したが、本発明の範囲内に
含まれるものとして、変更、置換、および均等物がある。本明細書において種々の例が提
示されているが、これらの例は、例示的なものであって、本発明に関して限定するもので
はない。例えば、装置について例では記載しているが、本発明は、構成要素を相互に接続
して記載の構造を形成することにより、本装置を提供し、構成し、さらに／もしくは組み
立てる方法、または、その目的とする機能および効果を取り入れるように装置を運用する
ことによりプラズマ処理システムを作動させるための方法をも、包括している。また、発
明の名称および概要は、本明細書おいて便宜上、提示しており、本願の請求項の範囲を解
釈するために用いられるべきではない。さらに、要約は、非常に簡略にした形で記載され
ており、本明細書おいて便宜上、提示するものであるため、請求項に記載された発明全体
を解釈または限定するために用いられるべきではない。本明細書において「セット」とい
う用語が使用される場合、かかる用語は、ゼロ個、１個、または複数個の要素をカバーす
る一般に理解される数学的意味を持つものである。また、本発明の方法および装置を実現
する数多くの代替的方法があることにも、留意すべきである。よって、以下の添付の請求
項は、本発明の真の趣旨および範囲から逸脱しないあらゆる変更、置換、および均等物を
含むものと解釈されるべきである。

　本発明は、たとえば、以下のような態様で実現することもできる。

適用例１：
　複数の処理ガスから選択したものを、少なくとも２つの処理モジュールを含む処理モジ
ュールのセットに供給するためのガスパネルであって、
　複数のマスフローコントローラであって、それぞれがＭＦＣ入力ポートとＭＦＣ出力ポ
ートとを有し、前記複数のマスフローコントローラのＭＦＣ入力ポートは、前記第１の複
数の処理ガスを受け取るように接続されている、複数のマスフローコントローラと、
　複数の混合弁であって、それぞれが入力ポートと第１の出力ポートと第２の出力ポート
とを有し、前記複数の混合弁の入力ポートは、前記複数のマスフローコントローラのＭＦ
Ｃ出力ポートと気体連通している、複数の混合弁と、
　第１の混合マニホールドであって、複数の第１の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第１の処理モジュールに対して前記第１の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第１の混合マニホールド出力ポ
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ートと、を有し、前記複数の混合弁の第１の出力ポートは、前記第１の混合マニホールド
入力ポートと気体連通している、第１の混合マニホールドと、
　第２の混合マニホールドであって、複数の第２の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第２の処理モジュールに対して前記第２の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第２の混合マニホールド出力ポ
ートと、有し、前記複数の混合弁の第２の出力ポートは、前記第２の混合マニホールド入
力ポートと気体連通している、第２の混合マニホールドと、を備え、
　前記第１の混合マニホールドおよび前記第２のマニホールドは、前記複数の混合弁の下
に配置されて、これにより前記ガスパネルの体積を削減している、ガスパネル。

適用例２：
　適用例１のガスパネルであって、さらに、
　第１の複数の処理ガス入力ラインであって、それぞれが前記複数の処理ガスのうちの対
応する１つを供給する、第１の複数の処理ガス入力ラインと、
　第１の複数の一次入口弁であって、それぞれが、前記第１の複数の処理ガス入力ライン
のうちの対応する１つに接続されており、前記複数のマスフローコントローラの各々は、
前記第１の複数の入口弁のうちの対応する１つに接続されており、前記第１の複数の一次
入口弁のそれぞれは、前記第１の複数の処理ガス入力ラインの対応する１つから前記複数
のマスフローコントローラの対応する１つへの流れを選択的に制御する、第１の複数の一
次入口弁と、を備える、ガスパネル。

適用例３：
　適用例１のガスパネルであって、
　前記第１の混合マニホールドおよび前記第２の混合マニホールドは、前記複数の第１の
混合マニホールド入力ポートおよび前記複数の第２の混合マニホールド入力ポートが第１
の方向と平行になるように、前記第１の方向に沿った向きに配されており、前記複数の第
１の混合マニホールド入力ポートのうち第１のものは、前記複数の混合弁のうち第１のも
のの第１の出力ポートに接続されており、前記複数の第２の混合マニホールド入力ポート
のうち第２のものは、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの第２の出力ポートに接続
されており、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの前記第１の出力ポートと、前記複
数の混合弁のうち前記第１のものの前記第２の出力ポートと、前記複数の混合弁のうち前
記第１のものの入力ポートとは、前記第１の方向に対して直角でも平行でもない第２の方
向に沿って整列している、ガスパネル。

適用例４：
　適用例１のガスパネルであって、
　前記複数の混合弁のそれぞれの、入力ポート、第１の出力ポート、第２の出力ポートの
各セットは、前記ガスパネルに組み付けられたときに、前記第２の方向と平行に整列して
いる、ガスパネル。

適用例５：
　適用例１のガスパネルであって、
　前記処理モジュールのセットは、前記ガスパネルの１つあたり処理モジュールを２つの
み有する、ガスパネル。

適用例６：
　適用例１のガスパネルであって、
　前記第１の混合マニホールドは、前記複数の混合弁の下で第１の平面を占めており、前
記複数の混合弁の入力ポートに接続されるガスラインは、前記複数の混合弁の下で第２の
平面を占めており、前記第２の平面は、前記第１の平面と前記複数の混合弁との間にある
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、ガスパネル。

適用例７：
　適用例６のガスパネルであって、
　前記第２の混合マニホールドは、同じく前記複数の混合弁の下で前記第１の平面にある
、ガスパネル。

適用例８：
　適用例１のガスパネルであって、
　前記複数の混合弁のそれぞれは、ガス作動弁である、ガスパネル。

適用例９：
　適用例１のガスパネルであって、
　前記複数の混合弁のそれぞれは、単入力／２共通出力弁である、ガスパネル。

適用例１０：
　複数の処理ガスから選択したものを、基板処理システムの処理モジュールのセットに供
給するための装置であって、前記処理モジュールのセットは、少なくとも２つの処理モジ
ュールを含み、前記装置は、
　排ガス閉じ込め構造と、
　複数の混合弁であって、それぞれが入力ポートと第１の出力ポートと第２の出力ポート
とを有し、前記複数の混合弁の前記入力ポートの各入力ポートは、前記複数の処理ガスの
うちの１つを受け取るように構成されている、複数の混合弁と、
　第１の混合マニホールドであって、複数の第１の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第１の処理モジュールに対して前記第１の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第１の混合マニホールド出力ポ
ートと、を有し、前記複数の混合弁の第１の出力ポートは、前記第１の混合マニホールド
入力ポートと気体連通している、第１の混合マニホールドと、
　第２の混合マニホールドであって、複数の第２の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第２の処理モジュールに対して前記第２の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第２の混合マニホールド出力ポ
ートと、を有し、前記複数の混合弁の第２の出力ポートは、前記第２の混合マニホールド
入力ポートと気体連通している、第２の混合マニホールドと、を備え、
　前記複数の混合弁、前記第１の混合マニホールド、前記第２の混合マニホールドは、前
記排ガス閉じ込め構造内に配置されており、前記第１の混合マニホールドおよび前記第２
のマニホールドは、前記複数の混合弁の下に配置され、これにより前記排ガス閉じ込め構
造の体積を削減している、装置。

適用例１１：
　適用例１０の装置であって、
　前記第１の混合マニホールドおよび前記第２の混合マニホールドは、前記複数の第１の
混合マニホールド入力ポートおよび前記複数の第２の混合マニホールド入力ポートが第１
の方向と平行になるように、前記第１の方向に沿った向きに配されており、前記複数の第
１の混合マニホールド入力ポートのうち第１のものは、前記複数の混合弁のうち第１のも
のの第１の出力ポートに接続されており、前記複数の第２の混合マニホールド入力ポート
のうち第２のものは、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの第２の出力ポートに接続
されており、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの前記第１の出力ポートと、前記複
数の混合弁うち前記第１のものの前記第２の出力ポートと、前記複数の混合弁のうち前記
第１のものの入力ポートとは、前記第１の方向に対して直角でも平行でもない第２の方向
に沿って整列している、装置。
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適用例１２：
　適用例１０の装置であって、
　前記複数の混合弁のそれぞれの、入力ポート、第１の出力ポート、第２の出力ポートか
らなる各セットは、前記装置に組み付けられたときに、前記第２の方向と平行に整列して
いる、装置。

適用例１３：
　適用例１０の装置であって、
　前記処理モジュールのセットは、前記装置の１つあたり処理モジュールを２つのみ有す
る、装置。

適用例１４：
　適用例１０の装置であって、
　前記第１の混合マニホールドは、前記複数の混合弁の下で第１の平面を占めており、前
記複数の混合弁の入力ポートに接続されたガスラインは、前記複数の混合弁の下で第２の
平面を占めており、前記第２の平面は、前記第１の平面と前記複数の混合弁との間にある
、装置。

適用例１５：
　適用例１４の装置であって、
　前記第２の混合マニホールドは、同じく前記複数の混合弁の下で前記第１の平面にある
、装置。

適用例１６：
　適用例１０の装置であって、
　前記複数の混合弁のそれぞれは、ガス作動弁である、装置。

適用例１７：
　適用例１０の装置であって、
　前記複数の混合弁のそれぞれは、単入力／２共通出力弁である、装置。

適用例１８：
　適用例１０の装置であって、
　前記排ガス閉じ込め構造内に配置された複数のマスフローコントローラをさらに備え、
　前記複数のマスフローコントローラのそれぞれは、ＭＦＣ入力ポートとＭＦＣ出力ポー
トとを有し、前記複数のマスフローコントローラのＭＦＣ入力ポートは、前記第１の複数
の処理ガスを受け取るように接続されており、前記複数の混合弁の前記入力ポートは、前
記複数のマスフローコントローラのＭＦＣ出力ポートと気体連通している、装置。

適用例１９：
　適用例１８の装置であって、さらに、
　第１の複数の処理ガス入力ラインであって、それぞれが前記複数の処理ガスのうちの対
応する１つを供給する、第１の複数の処理ガス入力ラインと、
　前記排ガス閉じ込め構造内に配置された第１の複数の一次入口弁であって、それぞれが
、前記第１の複数の処理ガス入力ラインのうちの対応する１つに接続されており、前記複
数のマスフローコントローラの各々は、前記第１の複数の入口弁のうちの対応する１つに
接続されており、前記第１の複数の一次入口弁のそれぞれは、前記第１の複数の処理ガス
入力ラインの対応する１つから前記複数のマスフローコントローラの対応する１つへの流
れを選択的に制御する、第１の複数の一次入口弁と、を備える、装置。
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適用例２０：
　複数の処理ガスから選択したものを、基板処理システムの処理モジュールのセットに供
給する方法であって、前記処理モジュールのセットは、少なくとも２つの処理モジュール
を含み、前記方法は、
　排ガス閉じ込め構造を準備することと、
　複数の混合弁であって、それぞれが入力ポートと第１の出力ポートと第２の出力ポート
とを有し、前記複数の混合弁の前記入力ポートの各入力ポートは、前記複数の処理ガスの
うちの１つを受け取るように構成されている、複数の混合弁を、設けることと、
　第１の混合マニホールドであって、複数の第１の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第１の処理モジュールに対して前記第１の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第１の混合マニホールド出力ポ
ートと、を有し、前記複数の混合弁の第１の出力ポートは、前記第１の混合マニホールド
入力ポートと気体連通している、第１の混合マニホールドを、設けることと、
　第２の混合マニホールドであって、複数の第２の混合マニホールド入力ポートと、前記
少なくとも２つの処理モジュールのうちの第２の処理モジュールに対して前記第２の混合
マニホールドからガスを出力するための少なくとも１つの第２の混合マニホールド出力ポ
ートと、有し、前記複数の混合弁の第２の出力ポートは、前記第２の混合マニホールド入
力ポートと気体連通している、第２の混合マニホールドを、設けることと、を含み、
　前記複数の混合弁、前記第１の混合マニホールド、前記第２の混合マニホールドは、前
記排ガス閉じ込め構造内に配置され、前記第１の混合マニホールドおよび前記第２のマニ
ホールドは、前記複数の混合弁の下に配置されて、これにより前記排ガス閉じ込め構造の
体積を削減する、方法。

適用例２１：
　適用例２０の方法であって、
　前記第１の混合マニホールドおよび前記第２の混合マニホールドを、前記複数の第１の
混合マニホールド入力ポートおよび前記複数の第２の混合マニホールド入力ポートが第１
の方向と平行になるように、前記第１の方向に沿った向きに配することをさらに含み、
　前記複数の第１の混合マニホールド入力ポートのうち第１のものは、前記複数の混合弁
のうち第１のものの第１の出力ポートに接続され、前記複数の第２の混合マニホールド入
力ポートのうち第２のものは、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの第２の出力ポー
トに接続され、前記複数の混合弁のうち前記第１のものの前記第１の出力ポートと、前記
複数の混合弁のうち前記第１のものの前記第２の出力ポートと、前記複数の混合弁のうち
前記第１のものの入力ポートとは、前記第１の方向に対して直角でも平行でもない第２の
方向に沿って整列される、方法。

適用例２２：
　適用例２０の方法であって、さらに、
　前記複数の混合弁のそれぞれの、入力ポート、第１の出力ポート、第２の出力ポートか
らなる各セットを、その各セットの前記ポートが前記第２の方向と平行に整列するような
向きに配することを含む、適用例２０の方法。
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